




















































































专利名称(译) 制造液晶显示装置的方法

公开(公告)号 CN1854841A 公开(公告)日 2006-11-01

申请号 CN200610077307.7 申请日 2006-04-26

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

当前申请(专利权)人(译) NEC LCD TECHNOLOGIES LTD.

[标]发明人 元岛秀人
下堂园寿
西本淳二
堀之内诚
园畠将一

发明人 元岛秀人
下堂园寿
西本淳二
堀之内诚
园畠将一

IPC分类号 G02F1/1333 G03F7/20 H01L21/027

CPC分类号 H01L27/124 G02F1/134363 G02F1/136286

代理人(译) 杨林森
谷惠敏

优先权 2005128471 2005-04-26 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

公开了一种光致抗蚀剂膜，其以至少覆盖源电极、源极线、象素电极、
漏电极、漏极线、半导体膜和保护膜以及进一步覆盖它们附近的栅绝缘
膜的方式形成。进一步，使用该光致抗蚀剂膜作为掩模顺序执行湿及干
蚀刻。由于这种蚀刻，存在于栅绝缘膜上的剩余图形被蚀刻掉。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/921322ed-42ee-4506-a402-4cac1fa986b8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037187478/publication/CN1854841A?q=CN1854841A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1854841

